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 چکیده

در  یتذاری پا یکتی، ي الکتر یحرارتت  ی َتذا  یت  بالا، قابل یارباضىذ. استحکام بسیعىػر کربه م یاز اوًاع آلًتريپُا یکی یکربى یَا واوًلًلٍ
مىجر بتٍ   تًاوذیم یگر؛مىحػر بٍ فرد د یمیاییي ض یکیمکاو یسیکی،ف یاتتراپاسکال ي خػًغ یکبالا در حذيد  یاوگمذيل  ی،اتمسفر خىث
ٍ   یبرا یمختلف یَا ضًد. ريش یي کطايرز یپسضک ی،مختلف غىعت یدر کاربردَا یکربى یَا واوًلًلٍ ستردٌاستفادٌ گ  یَتا ستىتس واوًلًلت

 ی،بتٍ علت  ستادگ    یمیاییمختلف؛ ريش رسًب بخار ض یَاريش یه. از بیذَا را مطخع وما ًلٍخًاظ واوًل تًاوذ یيجًد دارد کٍ م یکربى
وًضتتار ستىتس    یته . در اباضتذ یتتر متًرد تًجتٍ مت     یصسىتس کمتر؛ بت  یي دما یذتًل یکىًاختیکمتر،  یم اوبًٌ، ق یذتًل قابلی راوذمان بالا، 

 یاتقترار گرفتىتذ ي خػًغت    یمًرد بررست  یطیهبا تًجٍ بٍ مطالعات معتبر پ یمیاییمختلف رسًب بخار ض یَا بٍ ريش یکربى یَا واوًلًلٍ
 قرار گرف . یابیَا مًرد ارزَرکذام از ريش

 

یکربى یَاسىتس واوًلًلٍ یَايشر یمیایی،رسًب بخار ض یَاريش ی،کربى یَاواوًلٍ: یدیکل هایواژه

: ایمیل نویسنده مسئول  oweiys@gmail.com 

 20/11/95تبریخ چبپ:    06/11/1395تبریخ پذیزش:    29/09/1395تبریخ دریبفت: 
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 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 
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 Aerosol-Assisted Chemical Vapor Deposition  

3
 High-Pressure Carbon Monoxide 

4
 Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition 

5
 Laser Chemical Vapor Deposition 

6
 Water Assisted Chemical Vapor Deposition 

7
 Hot Filament Chemical Vapor Deposition 
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 Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 

9
 Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 
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